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  本刊中 包含“纳米多孔SiO2薄

膜”的 相关文章 
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纳米多孔SiO2薄膜的制备与红外光谱研究  
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摘要  以正硅酸乙酯为原料，采用溶胶-凝胶法，结合旋转涂胶、超临界干燥工艺在硅片上制备了纳米多孔SiO2

薄膜。XRD表明薄膜为无定形态;SEM显示薄膜具有多孔网络结构，其SiO2粒子直径为10～20 nm。利用FTIR

研究了薄膜的结构，纳米多孔SiO2薄膜含有Si—O—Si与Si—OR结构，呈疏水性;该SiO2薄膜热处理后因含有

Si—OH基团而呈吸水性;用三甲基氯硅烷对热处理SiO2薄膜进行修饰可使其呈疏水性，修饰后的薄膜在N2中温

度不高于450 ℃可保持其疏水性与多孔结构。  
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